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) Dia Erfindung betrifft ein Verfahren zum Entwickeln 
bestrahiter, strahlungsempfindlicher Aufzeichnungsmateria- 
lien mit einem wafirig-alkaOschan Entwfckler, der spezlelle 
Vertnndungen der Fbrmel I 

AOOC - CH - N - CH - CH - COOA 



W X Y Z 

enthalt, die bisher nur auf dem Wasch- und ReinigungsmH- 
tef-Sektor eingesatzt wurden. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft dn Verfahren zum Entwickefai bestrahlter, strahlungsempfindlicher Aufzeichnungsma- 
teriatien mit einem wafirig-alkalischen Entwickler^der spezielle Verbindungen enthalL 

Ein waBrig-alkalischer Entwickler fur strahlungsempfindliche Aufzeichnungsmaterialien. insbesondere sol- 
chen, aus denen Offsetdruckplatten hergestellt werden, muB eine Reihc von Fordenmgen erfuUen. Er soil 
ergiebig seiiL Das bedeutet, die Entwicklungsleistiing soli auch nach langerem Gebrauch und dadurcfa gestiege- 
ner Belastimg durch abgeldste Schichtbestandteile mdglichst wenig abnebmea Die sogenaimte "Tongrenze", bei 
der der Entwickler verbraucht ist und die Schicht an den sogenannten Nichtbfldstellen nur nocb unvollstindig 
abldst, soil mdgUchst hoch liegen. Selbstverstandlich soil er die Aufzeichnungsmaterialien mdglichst schnell und 
voUstandig entwickeln. Dies ist besonders wichtig bei der maschinellen Herstelhmg der Dmckplatten in Verar- 
beitungsstrafien. Bedingt durch kurze Taktzeiten kann erne Entwicklungsdauer von deutlich weniger als 30 s 
notwendigsein. 

Die Bereiche des Aufzeichnungsmaterials, die spater die Druckfarbe annehmen (die sogenannten Bildstellen^ 
sollen vom Entwickler mdglichst wenig angegriffen werden. Nur dann ist gewahrleistet, daB auch nach mehnna- 
ligem Entwickeln, wie es beispielsweise beun Photocompoang mdglich ist, keine Bildschadigung eintritt 

Beim Entwidceln sollen sich weder Schaum noch feste Niederschlage bilden. Letztere konnten die Entwick- 
lungsgeiiite venmreinigen und damit einen erhdhten Wartungsaufwand erforderlich machen oder sich gar auf 
dem entwickelten Aufzeichnungsmaterial absetzen. 

Die Entwicklung soli zudem eine harte Gradation zulassen. Nur dann werden die Bildpunkte exakt von der 
Filmvorlage auf die Platte ubertragen, wobei auch kleme Rasterpunkte einwandfrd wiedergegeben werden. 

Aus okologisdien und okonoraischen Grunden bt es von Vorteil, wenn der Entwickler in Form eines flQssigen 
Oder festen Konzentrats angeboten werden kann, das erst der Verbraucher mit Wasser verdunnt Die Harte des 
Wassers ist regional verschieden, was aber die Eigenschaften des gebrauchsfertigen Entwicklers nicht beeinflus- 
sen soD. Daraus ergibt sich die Forderung nach einer geringen Empfmdlichkeit gegen Wasserharte. 

SchlieBIich darf auch der Triger des Aufeeichnungsmaterials durch den Entwickler nicht angegriffen werden. 
Bei dem haufig fur Druckplauen verwendeten Aluminiumtragermaterial soli insbesondere die Aluminiumoxid- 
schicht beim Entwickehi intakt bleiben. 

Mit den bisher bekannten Entwicklem lieBen sich die genannten Fordenmgen nicht alle gleichzeitig erfullen. 
Besonders die aus Konzentraten hergestcUten Entwickler zeigten unbefriedigende Egenschaf ten. 

Oberaus empfmdlich gegen Wasserharte sind die Entwickler, die als alkalisch reagierende Bestandteile Amine, 
Hydroxide Phosphate, Siiikate, Borate und Carbonate enthaltea Es wurde daher versucht, diesen Nachteil 
durdi den Zusatz von Ethylencfiamintetraessigsaure, Dieth^entriaminpentaessigsaure oder Nitrilotriessigsaure 
bzw. der Sab:e dieser Verbindungen zu vermekien. Die so veranderten Entwickler griff en wiederum den Trager 
sVSaker an. Auch der Zusatz von Di-, Tri- oder Polyphosphaten war nicht geeignet, ^e Abhangigkeit von der 
Wasserharte zu reduzieren, da diese Verbindungen in den alkalisdien Entwicklem hydrolysiert wurden. 

In der DE-A 33 15 395 ist em Konzentrat beschrieben, das ein Alkalialikat und einen Chelatblkhier enthSUt 
Din-ch Verdunnen mit Leitimgswasser wird daraus em Entwickler fur Aufzeichnungsmateriatien mit einem 
ortho-Chinondiazid in der lichtempfmdlichen Schicht Der Chelatbildner verhindert, daB die im Leitungswasser 
enthaltenen Calcium- und Magnesiumionen mit dem Alkalisilikat unter Bildung von unloslidiem Material 
reagieren. Als Chelatbildner sind organische PhosphonsSuren und Phosphonotricarbonsauren, wie Aminotris- 
methylenphosphonsaure oder Ethylendiamintetramethylenphosphonsaure, bevorzugt Diese Chelatbildner sind 
jedoch biologisch nicht abbaubar. 

Es bestand daher die Auf gabc, ein Verfahren zum Entwickeln strahlungsempfindlicher Aufzeichnungsmatena- 
lien zur Verffigung zu stellen, bei dem die oben beschriebenen Nachteile nicht mehr auf treten. 

Oberraschenderweise lieB sich diese Aufgabe losen durch die Verwendung von Verbindungen, die eigentlich 
Bestandteile von Wasch- und Reinigungsmitteln sind. Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist deshalb ein 
Verfahren zum Entwickehi bestrahlter, strahlungsempfindiicher Aufzeichnungsmaterialien mit einem Entwick- 
ler, der mmdestens eine m waBriger L5sung alkalisch reagierende Verbindung enthalt, dadurch gekennzeichnet, 
dsiB dem Entwickler mindestens eine VerbmdunggemaB Formel I 

AOOC -CH-N-CH-CH- COOA 

i i I i w 

W X Y Z 

zugesetzt wird, worin 

A H. Na. K, NH4 Oder NR4 ist, wobei 

R ein gegebenenf alls substituierter Alkyl-Rest ist, 

W und X unabhUngig voneinander H oder — CH2— COOA sind, 

YH Oder COOA und 

ZHodo-OHist, 

mit der MaBgabe, dafi (fie Verbindung der Formel I mindestens 3 COO A-Einhelten aufweist 

Alle Verbindungen der Formel I sind biologisch abbaubar. Die alkalisch reagierende Verbindung ist bevorzugt 
ein Amin, Hydroxid. ^ilikat, Phosphat, Borat oder Carbonat Bevorzugte Amine sind EthyK Diethyl- und 
Triethylamin, Ethanolamm, Di- und Triethanolamin, Ethylendiamin und Morpholin. Bevorzugte Hydroxide sind 
(Ci-Cio)Alkylamraoniumhydroxide sowie Di-, Tri- und Tetra(Ci-Cto)aIkylanmioiuuinhydTOxide. Bevorzugte 
Siiikate sind Natrium-, Katium- und Ammoniumsilikate sowie die entsprechenden Di-, Tri- und Polysilikate. 



DE 44 45 820 Al 

Bevorzugte Phosphate bzw. Borate sind Natrium-, KaJium- tind Ammonium-phosphate bzw. -hydrogenphos- 
phate und -dihydn>genphosphate sowie die entsprechenden Ortho und Tetraborate. Bevorzugte Carbonate sind 
Natrium-, Kalium- und Ammoniumcarbonate- bzw. -hydrogencarbonate. Von alien alkalisch reagierenden Ver- 
bindungen sind die Alkalisilikate am besten geeignet 

Der Anteil der alkalisch-reagierenden Verbindung(en) ist auf die Art des Aufzeichnungsmaterials abzustimr 5 
men. £r liegt in der Regel bei 0,1 bis 20Gew.-%, bevorzugt 0^ bis 10Gew.-%, jeweils bezogen auf das 
Gesamtgewicht des gebrauchsfertigen Entwicklers. Bei den festen oder fiiissigen Konzentraten liegt der Anteil 
entsprechend hoher. 

In den Verbindungen der Formal I ist A bevorzugt H oder Na. Im Fall X « CH2— COOA ist bevorzugt W « 
y = R Ist andererseits X = H, dann ist bevorzugt W « CH2— CXX)A und Y » COOA. Der Anteil der 10 
Verbmdung(en) der Formel I richtet sich nach der Art des zu verarbeitenden Aufzeidxnungsmaterials. Allgemein 
betragt er 0,01 bis 5 Gew.-%, bevorzugt 0,1 bis 5 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des ge- 
brauchsfertigen Entwicklers. 

Gemische, die Verbindungen der Formel I enthalten, gehoren bereits zum Stand der Technik. So ist in der 
EP-A 0 356 974 ein Waschmittel bescfarieben, das als Entharter 2 bis 25 Gew.-% an P-Alanin-N,N-<iiessigsaure 15 
[= NJ4-Biscarboxymethyi-p-aIanin; Formel I,A = W = Y = Z = iiX = CH2-COOAJ enthalt Ein 
Reinigungsmittel, das ein organisches Losemittel mit einem Siedepunkt von etwa SO^'C und N-(3-Hydroxy-succi- 
nyl)-asparaginsaure (= N-{l,2-Dicarboxy-ethyI)-3-hydroxy-asparaginsaure; Formel I,A = X = H,W = 
CH2-COOA. Y = COOA. Z = OH), p-Alanin-HN-diessigsaure oder Iminodibemsteinsaure (Forme! I, A « X 
= Z = H, W = CH2-COOA, Y = COOA) enthalt, ist in der EP-A 0 513 948 offenbart In dem Waschmittel 20 
gemifi der EP-A 0 509 382 dienen die drei letztgenannten Verbindungen als Stabilisatoren fur das darin ebenf alls 
enthahene BleichmitteL In der EP-A 0 504 091 ist schlieBfich ein phosphatfreies GeschirrspGhnittel genannt Es 
umfafitIsoserin-N,N-diessigsaure(«= NJ^-Bis-carboxymethyl-isoserin; Formel I,A = WY = H,Z = OH,X 
CH2— OOOA)i Isoserin-N,N-diessigsaure ist, zusammen mit einem anionischen oder nicht ionischen oberfla- 
chenaktiven Mittel und einem organischen Losenuttel, auch in dem Reinigungsmittel gemilB der EP-A 0 51 1 091 25 
enthalten. 

Der in dem erfindungsgemaBen Verfahren verwendete Entwickler kann dartiber hinaus je nach Art der zu 
verarbeitenden Aufzeichnungsmaterialien weitere Additive enthaltea SoUen sehr kurze Entwicklungszeiten 
erreicht warden, dann ist der Zusatz von wasserloslichen organischen LSsemitteln, wie Alkoholen, spezieli 
Giykolether, nCtzIich. Gleiches gilt bei der Entwicklung negativ arbeitender und elektrc^hotographischer Auf- 30 
zekhnungsmaterialien. Ein Idsemittelhaltiger Entwickler greift die Bildstellen jedodi stSrker an. Der Anteil an 
organischem Losemittel muB daher sorgfaltig optimiert werden. Allgemein liegt er unter 20 Gew.-%, bezogen 
auf das Gesamtgewicht des gebrauchsfertigen Entwicklers. Weiterhin kann der Ent^ckler eine oder mehrere 
oberfllchenaktive Verbindung(en) zur Einstellung einer bestimmten Oberflachenspannung enthalten. Insbeson- 
dere bd SprOhantrag ist eine Oberflachenspannung von weniger als 50 mN/m vorteilhaft, um eine rasche 35 
Benetzung der Kopierschicht zu gewahrleisten. Grundsatzlich sind dafOr kationische und anionische, aber auch 
zwitterionische und nicht ionische Tenside oderTensidkombinationen geeignet 

Bei Aufzeichnungsmaterialien, deren TrSger besonders empfindlich gegen alkalische Entwickler sind, wie 
anodisierte Aluminiumfolie, ist die Zugabe von Korrosionsinhibitoren vorteilhafL Hierfiir haben sich insbeson- 
dere ionisierbare Verbindungen von Elementen der 2. oder 3. Hauptgruppe sowie- der 3. Nebengruppe des 40 
Periodensystems bcwahrL Besonders bevorzugt sind Hydroxide, Halogenide, Sulfate, Nitrate. Acetate, Lactate, 
Lavuiinate, Malonate oder Fumarate des Calciums, Strontiums oder Bariums. Gleichfalls geeignet sind: Lithium- 
hydroxid, -chlorid, -bromid, -nitrat, -carbonat oder -sulfat 

Enthalt der Entwickler (oder die strahlungsempfmdliche Schidit) Additive, die wahrend der Entwicklung 
Niederschlage bilden konnen, sollten hydrotrope Substanzen, wie Aryisulfonate, -carboxylate oder Phosphate- 45 
ster, zugefQgt werden. Schaum- und Fladenbildung verhindert auch die Zugabe von O-Carboxymethyl- oder 
0,0'-Bis-carboxymethyl-polyethyIenglykol mit 2 bis 500 Eth^englykol-Einheiten. Sind groBere Mengen an 
Tensiden im Entwickler enthalten, so wird dem Entwickler zweckmaBig nodi ein Antischaummittel zugesetzt 

Das erflndungsgem&Be Verfahren eignet sich fur eine Reihe von Aufzeichnungsmaterialien. Entsprechend der 
Art der straUungsempfindlichen oder photoleitf ahigen Schicht kdnnen sie eingeteilt werden in 50 

1. solche mit einer positiv oder negativ arbeitenden Schicht auf Basis von Diazoverbindungen, 
Z solche rait einer positiv oder negativ arbeitenden Schicht, die Verbindungen enthalt, die unter der 
Einwirkung aktinischer Strahlung SSure produzieren und Verbindungen, die durch die SSure gespalten 
werden, 55 

3. solche mit einer negativ arbeitenden Schicht, die polymerisierbare, c^eHnisch ungesattigte Verbindungen 
und Photopolymerisationsinitiatoren enthalt, und 

4. solche mit einer positiv arbeitenden Schidit, die Photohalbleiter oder ein Gemisch von Photohalbleitem 
und Sensibilisatoren enthSlt 

60 

In den genannten strahlungsempfindlichen oder photoleitf^gen Schichten ist im allgemeinen audi ein in 
waBrigalkaliscfaer Ldsung IdsUches, fihnbildendes Polymer als Bmdemittel enthalten. £s besitzt funktionelle 
Gruppen, bevorzugt --O0OH, -SO3H, -P0(0H)2. -SH, -OH und -NH2. Hierzu zShlen msbesondere 
Polykondensate von Phenolen mit Aldehyden, spezieli Novolakharze. Der Gehalt an phenolischen Hydroxy- 
gnippen betrSgt bevorzugt etwa 2 bis 9 mmol pro Gramm des Bindemittels. Daneben sind auch Homo- oder 65 
Copolymere des ortho-, raeta- oder para-Hydroxystyrols geeignet Die Hydroxystyrol-Einheiten konnen noch 
weiter substituiert sein, insbesondere mit Alkyi- oder Alkoxygruppen. Verwendbar sind auch Homo- oder 
Copolymm mit Einheiten aus AcryisSure- bzw. M ethacryls§uredihydroxyphenylester oder -trihydroxyphenyle- 
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ster, N-Dihydroxyphenyl- oder N-Trihydroxyphenyl-acrylamid bzw. -methacrylamid. Die wetteren Einheiten in 
den Copolymeren sind beispielsweise Einheiten aus Styrol, a-Methyi-styrol, Brom- oder Chlorstyrol, (C| — C4)al- 
kyl-vinyl-ether, Acrylnitril, Vmylacetat und/oder Maleiosaureanhydrid. Als Bindemittel sind auch Homo- und 
Copolymere mit Einheiten aus N-Hydroxyphenyl- oder N-Acetoxyphenyl-maleimid geeignet Als Comonomere 

5 kommen hier insbesondere Hydroxy- und Acetoxystyrol in Frage. SchlieBlich lassen sich auch 1 : 1-Copolymere 
aus Maleimid und Alkyl-vinyl-ethem verwenden. Gut geeignet sind auch Homo- oder Copolymere mit Hydrox- 
ystyrol-Einheiten, die mit Alkan- oder Cycloalkansulfonylisocyanaten umgesetzt wurden. Diese Polymere ent- 
halten entsprechend Sulfonyiurethangruppen der Formel — O— CO— NH— SO2— R, wobei R fur Alkyl oder 
Cycloalkyl steht Die 1 : l-Copolymere wie auch die PoF^ere mit den Sulfonyiurethangruppen enthalten N— H 

10 actde Gruppen. 

Die positiv arbeitende Schicht vom Typ 1 enthalt in der Regel l^-Chinondiazide, bevorzugt Ester und Amide 
von 1^-Naphthochinondiazidsulfonsauren, besonders bevorzugt Ester aus i;2-Naphthochinon-2-diazid-4- oder 
-5-sulfonsaure und Polyhydroxyaromaten, wie Dihydroxy- oder Trihydroxybenzophenoa Die bestrahlten Berei- 
che sind in dem w^Brig-alkalischen Entwickler loslich, so daB ein positives Bild zuriickbleibt Aus der nonnaler- 

ts weise positiv arbeitenden Schicht kann durch zusatdiche Verfahrensschritte auch ein negatives Bild erhalten 
werden. FGr ein solches Umkehrverfahren eignen dch besonders schichten, die l^-Naphthochinon-2-diazid- 
4-sulfons§ureester enthalten. Verbindungen, wie 2-IMethytamino-4,6-diethoxy<[13Ahriazm erhohen den Spiel- 
raum bei der themuschen Nachbehandlung. Auch Umsetzungsprodukte von monofunktionellen Alkoholen, wie 
EthylenglykoI-monoalkylether» mit monofunkdonellen Isocyanaten, wie Phen^isocyanat, erhdhen den Bildum- 

20 kehrspiehaunu Sie bewirken femer, daB die Bildbereiche nach der Konvertierung weniger vom Entwickler 
angegriffen werden. Die negativ arbeitende Schicht vom Typ 1 enthSit beispielsweise Kondensationsprodukte 
von Diphenylanun-4*DiazoniumsaIzen mit Aldehyden, bevorzugt Formaldehyd, oder Polymere mit seitenstSndi- 
gen Diazoniumeinheiten (US- A 4 581 31 3^ 
Die saurebildende Verbindung in der positiv arbeitenden Schicht vom Typ 2 ist bevorzugt ein Phosphonium-, 

25 Sulfonium-, Jodonium- oder Diazoniumsalz, ein 1^-Chinondiazid, eine Organometall/Organohalogen-Kombina- 
tion Oder eine organische Halogenverbindung, besonders bevorzugt ein halogenmethylsubstituiertes [i^jSlTm- 
ziiL Bevorzugt sind solche Phosphonium-, Sulfonium- und lodoniumsalze^die in organischen Losemittein Idslich 
sind. Das trifft spezieD auf die Hexafluorophosphate und Tetrafluoroborate zu. Grundsatzlich sind alle auch als 
Radikalstarter bekannten organischen Halogenverbindungen, die bei Bestrahltmg Halogenwasserstoffsaure 

30 bOden, geeignet Dies sind bevorzugt solche, in denen mindestens ein Halogenatom gebunden ist an ein Kohlen- 
stoffatoro, das Teil einer aliphatischen Kette oder eines aromatischen Rings ist Zu diesen Verbindungen zahlen 
s-Triaane, die mit Halogenmethylgnippen, insbesondere Trichlorraethylgruppen, und rait einem aromatischen 
bzw. ungesittigten Rest substituiert sind Ebenso geeignet sind 2-Trichk>rmethyl-[l A4]oxadiazole. Die spektrale 
EmpHndlidikdit der sogenannten Photosauregeneratoren kann durch dem Facfamann bekannte Sensibilisatoren 

35 beemfluBt werden. 

Als siurespaltbare Verbindungen in der Schicht vom Typ 2 haben sidi vor allem folgende Verbindungsklassen 
bew§hrt: 

a) solche mit mindestens einer Orthocarbonsaureester- und bzw. oder Carbonsaureamidacetalgruppe, 
40 wobei die Verbindungen auch polymeren Charakter haben und die genannten Gruppen in der Hauptkette 

oder seitenst§ndig auf treten konneiv 

b) oligomere oder polymere Verbindungen mit wiederkehrenden Acetal- und/oder Ketalgruppen in der 
Hauptkette, 

c) Verbindungen mit mindestens einer Enolether- oder N-Acyliminocarbonatgruppe, 
45 <1) cycUsche Acetale oder Ketale von P-Ketoestem oder -amiden, 

e) Verbindtmgen mit Silylethergruppen, 

f) Verbindungen mit Silylenolethergnippen, 

g) Monoacetale bzw. Monoketale von Aldehyden bzw. Ketonen, deren Loslichkeit im Entwickler zwischen 
aiundlOOg/lbetrSgt, 

50 h) Ether auf der Basis terti3rer Alkohole, 

i) Carbonsaureester und Carbonate* deren Alkoholkomponente ein tertiarer AlkohoL ein Allylalkohol oder 
ein Benzylalkohol ist, und 
j) N,0-PolyacetaIe. 

55 Es kdnnen auch Mischungen der vorgenannten saurespaitbaren Komponenten eingesetzt werden- 

Auch aus der Schicht vom Typ 2 kann durch zusatzliche Verfahrensschritte ein negatives Bild erhalten werdea 
Dazu wird das bestrahlte Aufzeichnungsmaterial vor dem Entwickein noch erhitzt und dann ganz flachig 
bestrahlt 

Die negativ arbeitende Schicht vom Typ 3 enthalt bevorzugt eine Kombination aus einem ethylenisch 
60 ungesattigten Monomer, insbesondere einem Acryl- oder Methacrylsaureester eines mehrwertigen Alkohols» 
und einem Photoinitiator oder eine Kombination aus einer Verbindung, die in Gegenwart von Saure zur 
Potyaddition be^gt ist, beispielsweise einer Epoxyverbindung, und einer Verbindung, die bei Bestrahlung 
Starke Siure bildet In diesen Schichten werden als alkalilosliche Bindemittel bevorzugt Pofykondensate oder 
Polymere mit seitenstandigen Carboxygruppen verwendet Als Bindemittel kdnnen in den negativ arbeitenden 
65 Gemischen im Prinzip dieselben Harze eingesetzt werden wie oben besduieben, bevorzugt werden jedoch 
Harze mit seitenst^digen Carboxylgruppen. 

Unter "Entwickein" versteht der Fachmann bei elektrophotographischen Aufzeichnungsmaterialien (diese 
enthalten eine Schicht des oben genannten Typs 4) das Sichtbarmadien des durch Bestrahlen hergesteUten 
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eiektrostatischen Ladtmgsbildes durch Aufbringen eines (trodcenen) Tonerpulvers. Die Tonerpartikel werden 
dann durch Embrennen Hxiert Das nadifolgende Entfemen der nicht-betonerten Bereiche der Scbicht wird zur 
Unterscheidung davon ab "Entschichten" bezeichnet Der Einfachheit halber wird in der vorliegenden Erfindting 
stets nur von "Entwickler(I6sungen)* gesprochen, gemeint sind aber ebenso aucfa '^tschichter(l6sungen)'. 

Elektrophotographische Schichten vom T^p 4 sind beispielsweise in der EP-A 0 157 241 und der EP- 5 
A 0 324 180 beschriebea Als alkalQosliche Bindemittel enthalten diese Schichten bevorzugt Poiymere oder 
Polykondensate mitseitenstandtgen Carboxy- oder phenolischen Hydroxygnippen. 

Alle Schichten vom Typ 1 bis 4 konnen fur spezielle Erfordemisse, wie Flexibilitat, Haftung und Glanz, 
auBerdem noch Substanzen wie Polygiykole, CeUuloseether (z. B. Ethylcellulose) oder Netzmittel zugesetzt 
werdea SdilieBtich kdnnen sie noch Farbstoffe oder feinteiUg dispergierte Pigmente enthalten. to 

Als Trigermaterial fOr Schkhtdicken unter ca. 10 |im werden meist MetaDe verwendet Fur Offeetdruckplat- 
ten wird gewdhnlich waizblankes, mechanisch und/oder elektrochemisch aufgerauhtes und gegebenenfaUs 
anodisiertes Aiuminium eingesetzt, das zudem noch chemisch (z. B. mit Polyvin^pho$phonsaure» Silikaten, 
Phosphaten oder Hexafluorzirkonaten) vorbehandelt sein kann. 

Die Beschichtung des Tragermaterials erfolgt in bekannter Weise durch Aufschleudem, Spruhen, Tauchen, is 
Walzen, mittels Breitschlitzdiisen^ Rakehi oder durch GieBer-Antrag. 

Nach dem Auftragen der Schicht wird das Aufzeichnungsmaterial je nach Schichttyp bildmaBig und gegebe- 
nenfalls vollflachig bestrahit Obliche Strahlungsqueilen sind anwendungsbedingt z. B. Rohrenlampen, Xenonim* 
pulslampen, metailhalogeniddotierte Quecksilberdampf-Hochdnicklampen und Kohlebogenlampen. In automa* 
tischen VerarbeitungsaLnlagen bevorzugt man Laser, wie Argon- oder Kiypton-Ionen-Laser. Audi Elektronen- 20 
oder Rdntgenstrafaltmg kann zur BOderzeugung verwendet werdea 

Die anschlieBende Entwiddung mit den vorgenannten L5sungen erfolgt bevorzugt in Spruh-, Staur oder 
Tauchbad-Entwicklungsgeraten bei Temperaturen von 18 bis SO^'Q bevorzugt 20 bis 40''C Die Entwicklungs- 
dauer betragt aUgemein 5 s bis 1 mia 

An diese Entwicklimg kdnnen sich weitere Verarbeitungsschritte anschlieBen. Beispielsweise kdnnen Druck- 25 
platten mit einer (sauren) Hydrophilierungsldsung behandelt oder mit einer Konservieningsschicht versehen 
werden. Zur Erhohung der Widerstandsfahigkeit beim Druck sowie der Resistenz gegen Auswaschmittel, 
Korrekturmittel imd UV-hartbare Drudcfarben kdnnen die entwickelten Platten kurzzeitig erliitzt werden. Vor 
dem Erhitzen kdnnen auch sogenannte Einbrenngummierungen auf getragen warden. 

Bevorzugte AusfOhnm^formen sind in den folgenden Beispielen angegeben. Gt bedeutet Gewichtstei](e) und 30 
Vergleichsbeispiele sind mit * gekennzeicfanet 

Herstdlung strahlungsempflndlidier Aufzeicfanungsmaterialien 

Auf wie jewetis angegeben aufgerauhtc, in Sdiwefeislure anodisierte und schlieBlich mit Polyvinyiphosphon- 35 
sSure hydrophilierte Aluminiumfolien wurden die nadifolgend beschriebenen Beschichtungsldsungen aufge- 
brachL Zusatzlich erhielten die mit den Ldsungen 3 und 6 beschichteten Materialien eine nicht lichtempfindliche 
Deckschicht von 2,0 \im aus Polyvinyialkohol (K-Wert 4, Restacetyigruppengehalt 12%), dem 3 Gew.-% (bezo- 
gen auf Fcststof fgehalt) eines KieselgelfuUstoffs mit einer mittleren KomgrdBe von 3 Mm zugesetzt wurden, 

Diese Deckschicht dient bei photopolyraerisierbaren Kopierschichten als Sauerstoffbarriere; bei positiv ar- 40 
beitendem Material auf der Basis saurespaitbarer Verbindungen verbessert sie die Lagerstabilitat und erweitert 
den Nacherwdrmungsspielraum. 

Positiv arbeitendes Aufzeidmungsmaterial (Photoleiter) 

45 

Die BeschichtuQgsldsung 1 aus 

6,00 Gt eines Styrol/Maldns&ureanhydrid-Copol^iners (molares Verhiltnis der Monomere 1,2 : 1), modifiziert 
durch Umsetzung mit Butanol (SSurezahl: 180; mittleres Molekulargewicht Mw: 150.000, bestimmt durch Gel- 
permeationsdux)matographie «= GPC), 
4,00 Gt 2,5-Bis-(4-diethy]amino-phenyl>[13.4]oxadiazo!, 
0,01 Gt Rhodamin FB (Color Index Na 45 170 X 
0,01 Gt Astrazonorange R(CL 48 040 ) und 

8938 Gt eines Gemisches aus Methylethylketon und Propylengiykol-monomethylether (65 : 55) 

wurde auf eine in SalpetersSure aufgerauhte und anschlieBend anodisierte Aluminiumfolie aufgetragea Nach 
3 min Trocknen bei 14(fC betrug das Schiditgewicht 6 g/m\ 

Megativ arbeitendes Aufzeichnungsmaterial (Diazo) 

Die Besdiichtungslosung 2 aus 

2JS0 Gt eines Methacr^aure/Methyl-methacryiat/Glycerin-monomethacrylat-Terpolymers (20 : 30 : 50; mittle- 
res Molekulargewicht Mw: 24.000, bestimmt durch GPQ 
0,50 Gt eines Diazoniumsalz-Polykondensationsproduktes aus 1 mol 3-Methoxy-diphenylamin-4-diazoniumsul- 65 
fat und 1 mol 4,4'-Bis-methoxymethyl-diphenyiether, ausgefallt als Mesitylensulfonat, 
0,09 Gt Victoriareinblau PGA (Basic Blue 81X 0,07 Gt Phenylphosphonslure, 
040 Gt eines Kieselgelfullstoffs mit einer mittleren KomgroBe von 3 [un und 



50 



55 
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96J4 Gt eines Gemisches aus Tetrahydrof uran und Ethyienglykoimonometh^ether (40 : 60) 

wurde auf etne in Salzsiure aufgerauhte und anschlieBend anodisierte Aluminiumfolie aufgetragen. Nach 2 min 
Trocknen bei 100 ^'C betnig das Schichtgewidit 13 g/m^- 

5 

Negativ arfodtendes Aofeeicfanungsmaterial (Photopolymer) 
Die Beschichtungsldsung 3 aus 

10 10» 00 Gt eines Metfaacrylsaure/Methylmethacrylat-Copolymers (Gewichtsverhaltnis 29,1 : 70^9; SHurezahl: 190; 

mittieres Molekulargewicht Mw: 28.000, bestimmt durch GPQ, 

3;20 Gt Trimethylolpropan-triacrylat, 

0,08 Gt 9-Phenyl-acridin, 

0,05 Gt Dibenzalaceton» 
15 0,07 Gt eines blauen Farbstoffs der Fonnel 



NO2 OCH3 
/ / CH2-CH2-CN 

\ / CH2-CH2-OH 

CI NH 
1 

CO-CH3 

und 

30 86,6 Gt dnes Gemisches aus Meth^ethylketon und Propylenglykol-monomethylether (65 : 55) 

wurde auf eine naBgeburstete und anschlieBend anodiesierte Ahuniniumfotie aufgetragen. Nach 2 min Trocknen 
bei 1 betnig das Schichtgewicht 2,5 g/m^. 

35 Konvertierbares Aufeeidmungsmateriai (Diazo) 

Die Beschichtungsldsung 4 aus 

8»50 Gt eines m-Kresol/Fonnaldehyd-Novolaks (mittieres Molekulargewidbt Mw: 6.000, bestimmt durdi GPQ, 
40 1/0 Gt eines Esters aus 1 mol 2A4-Trihydroxy-benzophenon und 2;,5 mol l,2-Ni4)hthochmon*2-diazid-4-suIfo- 
njdchlorid, 

0,06 Gt %4-Bis-trich]ormethyI-6-stnben-4-yl-[13^]triazm, 
0,07 Gt Kristalhdolett (CL42 555^ 

0,10 Gt KieselgelfuUstoff mit einer mittleren KomgrSfie von 3 )un und 
45 89,53 Gt eines Gemisches aus Propylenglykol-monomethylether und Tetrahydrof uran (50 : 50) 

wurde auf eine in Salzsaure aufgerauhte und anschlieBend anodisierte Ahunhiiumfolie aufgetragen. Nadi 2 min 
Trocknen bei 125*C betrug das Schichtgewicht 2,0 g/m*. 

50 Positiv arbeitendes Aufeeichnungsmateriai (Diazo) 

Die Beschichtungsldsung 5 aus 

7,50 Gt eines Polymeren aus (2-Hydroxyphenyl^ethacrylat/Styrol-Copdymers (80 : 20; nuttleres Molekularge- 
55 wicht Mw: 18L000, bestimmt durch GPQ 

2,00 Gt eines Esters aus 1 mol 23,4-Trihydroxy-benz<^henon und 2;7 mol l,2-Naphthoclunon-2-diazid-5-sulfo- 
nyichlorid, 

0,25 Gt l,2-Naphthochinon-2*diazid-4-suIfonyichk>rid 
0,40 Gt 2, 4*Dihydroxy-benzopheno[i, 
60 0,07 Gt KristaUviolett (CL 42 555), 

0,20 Gt Kieselgelf Qllstoff mit einer mittleren KoragroBe von 4 [ua und 

89,58 Gt ernes Gemisches aus Methylethylketon und Propylenglykol-monomethylether (65 : 55) 

wurde auf eine naBgebOrstete, zusatziich in Salzsaure aufgerauhte und ansdilicBend ano(&iere Aluminiumfolie 
65 aufgetragen. Nach 2 min Trocknen bei 1 25''C betrug das Schichtgewicht 2,4 gfm\ 
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Positiv arbeitendes Aufzeichniingsmaterial (mh saurespaltbarer iComponente 

Die fiesduchtungsldsung 6 aus 

7,00 Gt eines 4-Hydroxy-styrol/Meth^ethacrylat-Copolymers (70 : 30; mitderes Moleki]lai:gem:ht Mvz $ 
20.000, bestimmt durch GPQ, 

2,00 Gt eines Kondensationsproduktes aus 2-Ethyi-butyraldehyd und Triediyfenglykol (mittleres Molekularge- 

wicht : 2900, bestimmt dmt:h GFQ, 

0,1 1 Gt 2,4-Bis-trichlormethyl-6-stiIben-4-yl-[13,5}- 

triazin, 10 
0,40 Gt Bis>(4-Hydroxy-phenyl) -sulfon, 
0.07 Gt Kristallviolett (CX 42 555) und 

90,42 Gt eines Gemisches aus Methylethyiketon und Propylenglykol-monomethyiether (65 : 55) 

wurde auf eine in Salzsiure aufgeraubte und anschlieBend anodisierte Aluminiunifolie aufgetragen. Nach 2 min I5 
Trocknen bei 125''C betnig das Schichtgewidit 2,2 g/m\ 

Beispiel 1 

Das mit der Beschichtungsldsung 1 hergestellte elektrophotographische Aufzeichnungsmaterial wurde im 20 
Dunkein mit einer Corona auf —550 V aufgeladen und dann in Projektion mit 8 Halogenlampen von jeweils 
500 Watt 15 s lang im Auflidit unter einer Positivpapiervorlage belichtet Das entstandene latente Ladungsbild 
wurde dann mit Hilfe einer Magnetburste mit einem Toner/Carrier-Gemisch (Toner auf der Basis eines Styrol/ 
Butyiacr^at-Copolymers mit einem Ladungssteuermittel auf Fettsaurebasis, angefarbt mit RuB, mitderer Tefl- 
chendunchmesser ca. 10 ^m. Carrier auf Eisenbasis mit mitderer TeilchengroBe von ca. 100 |tm, Mischungsver- 25 
haltra's 2 : 98) betonert Der schwarze Toner wurde hitzefbdert Entschichtet wurde dann in einem Entschich- 
tungsgerat mit einer Losung gemaB Tabelle 1 bei 26'*C und einer Verarbeitungsgeschwindigkeit von 1,5 m/min 
(entsprechend ca. 15 s Einwixiczeit^ Das entschkhtete Aufeeidmungsmaterial wurde schlieBlich mit Wasser von 
20 deutscher H^e (dH) im Umlauf gespQit und mit einer handelsQblicfaen Gummierung (RC 795 der Hoechst 
AG)konserviert 30 

Tabelle 1 



Zusammensetizung 


A 

Gew.-% 


B* 


Ethanolamin 


10,0 


10,0 


Phenylpolyglykol 


10,0 


10,0 


Dikal iximhydr ogenphosphat 


2,0 


2,0 


Trise'thaJiolammoniuiQ— 
salz des N,N-Bis-carboxy- 
methyl -j8-alanins 


1,0 




vollentsalzties Wasser 


77,0 


78,0 



Die Platten warcn in beiden Fallen frei von Schleter, die Vofltondeckung war glefchmaBig, das 34er Raster mit 
einer FlSchendeckung von 8—95% bei A und 10—95% bei B wiedergegeben, Fdmkanten, Halbtone der Vorlage 
mit einer Schwarzdichte von <0,2 zeidmeten nicht auf den Flatten. Oxidschadigung war nicht erkennbar. Beim 
Entschichter A wurde nach der Verarbeitung von 1 m^ Platte pro 100 ml Entschichter wurde nur eine geringe 55 
Verschmutzung der Wasserungsstation festgestellt Dagegen verursachte der Entschichter B eine starke Ver- 
schmutzung aufgrund von Ausfailungen, die zum Teil den Nicfad>ildsteDen der entsdik±iteten Platten anhafteten 
und zu Druckstdnmgen fQhrten. 

Beispiel 2 60 

Mit der Beschichtungsldsung 2 hergestellte negativ arbeitende Aufzek^hnungsmateriaOen wurden in einem 
Kontakdcopierrahmen durch eme Negadv-Fihnvorlage unter einer 5-kW-Metallha!ogenidlampe im Abstand 
von 1 10 cm 30 s lang belichtet und dann in einem EntwicklungsgerSt bei 24** C und einer Verarbeitungsgeschwin- 
digkeit von 1,4 m/min (= 20 s Entwicklungszeit) entwickelt Nach der Verarbeitung von 1 m^ Platte pro liter 65 
Entwickler wurden jeweils 20 ml nachdosiert, um die Entwicklermenge konstant zu halten. Die Entwickler 
wurden durch 1 : 1-VerdQnnung der Konzentrate gemaB Tabelle 2 mit Wasser erhalten: 
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TabeUe2 



5 


Zusatniaensetizung 


A* 


B* 


C* 


D 


E 








lewei: 


in 


Gew.- 


-% 


10 


Kal ixuapelargona't 


4 


4 


4 


4 


4 


Polyvinylpyrrolidon 


2 


2 


2 


2 


2 




Pentanatrium-triphosphat 


0 


3 


3 


0 


0 


15 


Tr'liiat^x'xuiiisalz des 

N , N-Bis-carboxymetJayl- 
* • 

xsosejTxns 


f\ 
u 


o 


r\ 
U 


r- 


D 




Phenoxy ethano 1 


5 


5 


5 


5 


5 


20 


Dodecylbenzolsulfonat 


3 


3 


3 


3 


3 




KOH 


3 


3 


3 


3 


3 




S iliconentschauiaer 


0,02 


0,02 


0,02 


0,02 


0,02 


25 


vollen-tsalzlies Wasser 


ad 100 



Die mit C tind E bezeidmeten Konzentrate unterscheiden sich von B und D nur durch eine 2:weiwdchige 
30 Lagerzeit bei SO'^C vor der Weiterverarbeitung. 

Die entwickeltea Flatten warcn bei Dnickbeginn in alien Fallen frei von restschichtbedingtem Schleier, die 
VoUtSne ohne Ausbrudie oder Abtrag wiedergegeben^ das 60er Raster mit einer Flachendeckung von 2—98% 
wiedergegeben, bei B bis E waren Halbtdne der Vorlage oiit einer Schwarzdidite von <0,45 als Yolltdne und 
solche mit einer Schwarzdidite > schiditfrei wiedergegeben, bei A waren Grauhalbtone mit einer Sdiwarz- 
35 dichte von <Ofi als VoUtdne und soldie mit einer Schwarzdichte > 1^ sdiiditfrel wiedergegeben, Chddschadi- 
gung war nicht ericennbar. 

Bei den Entwicklem B^ D und E waren nach Verarbeitung von 1 Platte pro 50 ml Entwickler nur geringe 
BelSge auf Walzen und BQrsten im Entwicklungsgerat feststellbar, wShrend bei Verwendung der Entwickler A 
und C eine starke Verschmutzung durch Ausfallungen resultierte. Weiterhin waren in diesen beiden FSllen die 
40 Halbtonkeile bei Testende um eine Dichtestuf e voller wiedergegeben (Dichteinkremente 045). 

Der Versuch zeigt die bessere Stabiiitat der im erfindungsgemSBen Verf ahren verwendeten Entwicklerzusam- 
mensetzungen. 

Beispiel 3 

45 

Die mit der Beschichtungsldsung 4 hergestellten konvertierbaren Aufzeichnungsmaterialien wurden in einem 
Kontaktkopierrahmen mit einer Negativfilmvoriage imter einer 5-kW-MetallhaIogenidlampe im Abstand von 
110 cm 50 s lang belichtet, in einem Durchlaufofen mit IR-Strahlung auf 145**C erhitzt, in einem Wasserbad 
abgekuhit, ganzflichig ohne Voriage mit im UV-A-Bereich emittierenden Leuchtstofflampen ebenfalls im 
50 Durchlauf ausbeliditet und dann in einem Tauchbadentwicklungsgerat bei 24**C und einer Verarbeitungsge- 
schwindigkeit von 1,0 m/min 20 s Entwicklungszeit) entwickelt EHe Entwickler wurden durdi Aufldsung der 
unten angegebenen Feststoffpulverkonzentrate in 201 Leitungswasser der Harte 20 dH erhalten. Nach der 
Verarbeitung von 1 m^ Platte pro liter Entwickler wurden jeweils 20 ml Regenerat zudosiert Die Regenerate 
wurden durch Aufldsung der Feststoffkonzentrate in 10 1 Leitungswasser erhalten. 

55 
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TabeDeS 



Zusanonensetzung 


A* 


B 


c* 


Tetranatriimsalz der 

Ethylendiamintetra- 

essigsaure 


0 g 


0 g 


145 g 


Tetranatriumsalz der 
N- (1, 2-Dicarboxyethyl) - 

3 -hydroxy-asparaginsaur e 


0 g 


300 g 


0 g 


Na2Si03 x 5 


1800 g 


1800 g 


1800 g 



Die entwickelten Flatten waren in alien Fallen frei von Schleier, die Vofltdne ohne Ausbriiche oder sonstige 20 
Schadigungen durch Schichtabtrag wiedergegeben, das 60er Raster mit einer Flachendeckung von 2—98% 
wiedergegeben, Halbtdne der Vorlage mit einer Schwarzdichte von <0^ bei A und Q bei B von <0,45 als 
VoUtone und solche mit einer Schwarzdichte > 135 schichtfrei wiedergegeben. Oxidschadigung war bei den im 
Entwickler C verarbeiteten Flatten in Fonn weiBer Aufhellungen auf der Fiattenvorderseite und in Form eines 
weifien Belags in den Randzonen der Plattenruckseite erkennbar. 25 

Lediglich beim Entwickler B waren nach Verarbeitung von 1 Hatte pro 100 ml Entwidder nur geringe 
Walzen- und Biirstenbelegung im Entwicklungsgerat sk±tban w§hrend bei Verwendung von Entwickler A und 
C cine starke Verschmutzung gegeben war. Weiteiiiin waren im Falle A und C die NicfatbikkteUen der entwik- 
kelten Flatten hlufig durch adsorfoierte Schmutzpardkel verunreinigt 

30 

BeispieI4 

Mit Aufeek:hnungsraaterialien, die mit den Beschiditungsldsungen 3 und 5 hergestellt waren, wurde eine 
Positiv-Negadv-Mischverarbeitung durchgef uhrt 

Die Aufzeichnungsmaterialien werden in einem Kontaktkopierrahmen durch eine Filmvorlage unter einer 35 
6-kW-MetaIlhalogenidlan^)e im Abstand von 120 cm beiichtet (positiv 50 s, negativ 30 s), beim negativ arbeiten- 
den Material die Folyvinylalkohol-Deckschicht mit Wasser teilweise abgespQlt, und dann in einem Entwicklungs- 
gerat bei 24**C und einer Verarbeitungsgeschwindigkeit von i;2 m/min ( « 20 s Entwicklungszeit) entwickelL 
Nacfa Verarbeitung von 1 Matte pro liter Entwickler wurden jeweils 20 ml Regenerat zudosiert Die 
Entwickler werden durch 1 : 3-Verdunnung (1 Teil Konzentrat, 3 Teile Wasser) der foigenden Konzentrate 40 
erhalten: 



45 



50 



55 



60 
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TabeUe4 



ZusaBunenselizung 


A* 1 B* 1 C 
jeweils in Gew.-% 


Kalxxxmdxsil xkat 


13,4 


13,4 


13,4 


Kal iumhydroxid 


7,0 


7,0 


7,0 


Trinatriumsalz der 
Nitrilotriessigsaure 


0 


2,5 


0 


Iminodibems-teinsaure 


0 


0 


2,5 


Kaliuiabenzoat 


0,5 


0,5 


0,5 


O , O ' -Bis-carboxymethyl- 
polyethylenglykol-600 
S il iconentschaumer 


0,5 
0,01 


0,5 
0,01 


0,5 
0,01 


vollentsalztes Wasser 


ad 100 



** Polyettiylenglykol-600 hat ein Molekulargewicht von 
570 bis 630 und enthalt durchschnittlicli 12,5 bis 13,9 
Ethylenglykol-Einheiten, ^ 



I^e als Regenerate dngesetzten Losungen waren bis auf den KOH-Gehalt, der 21,0% betrug, identisch mit 
di esen Rezeptiiren, verdfinnt wurde ebenfohs im VerMltnis 1 : 3. 

Die entwickelten Flatten waren in alien Fallen frei von Schleier, die Vollt5ne ohne AusbrQche wiedergegeben, 
das 60er Raster mit einer Flachendeckung von 2--98% bei der Positivpiatte und 2—97% bei der Negativplatte 
wiedergegeben, Grauhalbtone mit einer Schwarzdtchte von <0,45 waren bei den Fositivplatten schichtfrei, bei 
den Negativplatten als VoUtdne wiedergegeben. 

Oxidschadigung zeigte sich mit den unter Beispiel 3 beschriebenen Erscheinungen bei Verwendung des 
Entwicklers B. Fladenbildung war in keinem FaU erkennbar. 

Bei Entwk^kler C war nach Verarbeitmig von 1 m^ Platte pro 100 ml Entwickler nur eine leichte Belegung der 
Auslaufwaize des Entwicklungsgerates festzustellen, die sich leicht entfemen lieB, wahrend bei den Entwicklem 
A und B deutltch starkere Beiage auftraten, im Falle B resultierend aus dem Oxidabbau. 

Beispiel 5 

Mit Gemisch 6 hergestellte Aufzeicbnungsmaterialien wurden in einem Kontaktkopierrahmen mit einer 
Negativfilmvoriage unter einer 5-kW-Metallhalogenidlampe im Abstand von 110 cm 15 s lang bestrahit, in 
einem Durdilaufofen mit IR-Strahlung auf 80**C erhitzt, in einem Wasserbad abgekuhlt und gleichzeitig die 
Deckschicht abgeldst» und dann in dnem Tauchbadentwicklungsgerat bd 24^C und ein^ Verarbeitungsge- 
schwindigkelt von 1,0 m/min (« 20 s Entwicklungszeit) entwickdt Die Zusammensetzung der Entwickler ist 
unten angegeben. Nadi Verarbdtong von 1 Platte pro Liter Entmckler wurde jeweils 20 ml Regenerat 
zudosiert Die Regenerate wurden erhalten durdi Zugabe von OJ mol KaliumJiydroxid auf 1 1 des jeweiligen 
Entwicklers. 
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TabeDeS 



Zusaamaensetzung 



Trinatrium-Salz des N/N- 
Bis-carboxymethyl-jS-alanins 

Lavulinsaure 
Sr(0H)2 X 8 

Natriuiatetraborat x 10 
Na2Si03 X gt H2O 



vollentsalztes Wasser 



in Gew."% 



0 

0,04 
7,8 



0,4 
0 

0,04 
1,2 
7,8 



0,2 
0,04 
1,2 
7,8 



ad 100 



10 



15 



Alle Entwickler wurden vor Einsatz 2 Wochen bei 50® C gelagert Danach wies der Entwickler A eine starke» 
der Entwickler C eine leichte Trubung auf, Entwickler B blieb klar. 

Die entwickelten Flatten waren in alien Fallen frei von Schleier, die Volltone ohne Ausbriiche oder sonstige 
Schfidigungen durch Schichtabtrag wiedergegeben, das 60er Raster mit einer Rachendeckung von 2—98% 
wiedergegeben, Halbtdne der Vorlage mit einer Schwarzdichte von <0,45 waren schichtfrei und solche mit 
einer Schwarzdichte > l;20 bei B und > 1^5 bei A und C als VoHton wiedergegeben. 

Qxidschadigung war bedingt durch den Sr(OH)2-Zusatz bei keinem der Entwickler zu beobachten. 

Bei den Entwicklem A und C hatte sich nach Verarbeitung von 1 Platte pro 100 ml Entwickler ein 
Niederschlag gebfldet, der sich am Boden des Entwicklungsgerates sammelte» bei Entwidder B waren nur 
geringe Spuren eines Niedersdilags zu bemerken. Durch Redeposits war insbesondere gegen Testende eine 
Vielzahl der in A und C verarbeiteten Flatten verunreinigt nach der Entwiddung, so dafi der im Druck punktuell 
auftretende Ton mit I^attenreiniger (RC 96 der Hoechst AG) auf den Hatten entf emt werden muBte. 

Fatentanspruche 

1. Verfahren zum Entwickehi bestrahlter, strahlungsempfindHcher Aufzeichnungsmaterialien mit einem 
Entwickler, der mindestens eme in wa&riger Ldsung alkalisch reagierende Verfobdung enthilt, dadnrch 
gekennzeichnet daB dem Entwickler mindestens eine Verbindung gemaB Formel I 



20 



25 



30 



35 



AOOC - CH - N - CH - CH - COOA 

i I I 1 

W X Y Z 



40 



(I) 



zugesetzt wird, worin 45 

A H, Na, K» NH4 Oder NR4 ist, wobei R ein gegebenenf alls substituierter Alkyl-Rest ist, 

W und X unabhangig voneinander H oder — CH2-'CX>OA dn4 

YH Oder aX)A und 

ZHoderOHist, 

mit der Mafigabe, daB die Verbindung der Formel I mindestens 3 COO A-Einheiten aufweist 50 
Z Verfahren gemaB Anspruch 1, dadurdi gekennzeichnet, daB die alkalisch reagierende Verbmdung ein 
Amin, Hydroxid, Silikat, Phosphat, Borat oder Carbonat, bevorzugt ein Alkalisilikat ist 

3. Verfahren gemaB Anspruch I oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB der Anteil der alkalisch reagierenden 
Verbindung(en) 0,1 bis 20 Gew,-%, bevorzugt 0,5 bis 10 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht 
des gebrauchsferdgen Entwicklers, betragt 55 

4. Verfahren gem&fi einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeidmet, dafi in den 
Verbtndungen der Formel I A = H oder Na ist 

5. Verfahren gemaB einem oder mehreren der AnsprQche 1 bis 4, dadurch gekennzdchnet, daB W » Y « H 
ist,wennX = CH2-CXX)Aist,undW -= CHa-COOAund Y « COOAsind,wennX - Hist 

6. Verfahren gemaB einem oder mehreren der AnsprQche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB der Anteil 60 
der Verbindung(en) der Formel 1 0,01 bis 5 Gew.-%, bevorzugt 0,1 bis 5 Gew.-%, jeweils bezogen auf das 
Gesamtgewicht des gebrauchsfertigen Entwicklers, betrSgt 

7. Verfahren gem§LB einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB der Entwick- 
ler zusatzlich ein organisches Ldsemittel, ein anionisches, kationisches, zwitterionisches oder nichtionisches 
Tensid, einen KLorrosionsinhibitor, eine hydrotrope Verbindung, ein O-Carboxymethyl- oder 0,0'-Bis-car- 65 
boxymethyl-polyethylenglykol mit 2 bis 500 Ethylenglykoleinheiten und/oder ein Antlschaummittel enthalt 

8. Verfahren gemaB einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet daB die Aufzetch- 
nungsmateriafien bd 18 bis 50^ C, bevorzugt 20 bis 40''C; 5 s bis 1 min lang entwickelt werden. 
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